Technicka specifikace

Minimalni poZadované parametry pfristroje Splnéni

Leptaci stanice

Vodou chlazeny planarni zdroj indukéné vazané plazmy s trojitou spiralou
pro vazani RF s plasmou skrz dielektrickou plotnu z Al,O,, dosahujici tyto
minimalni parametry pro argonovou plazmu: ANO

o Pfirozsahu tlaku 0,2 — 10 Pa a vykonu zdroje 100 — 1200 W bude mozno
dosahnout hustoty plazmy az 5 x 10™ cm-3 a minimalni energii iontd 10

ev. ANO
o Dodavka véetné chladiciho termostatovaného vodniho okruhu ANO
Vzduchem chlazeny vysokofrekvencni generator pro ICP zdroj o vykonu

1200 W s kmitoctem 13,56 MHz ANO
o Spinany napdjeci zdroj ANO
o0 Moznost vybéru kontroly predavaného napéti nebo predpéti ANO
o MoZnost méfeni a vizualizace predavaného a odrazeného vykonu a
privedeného stejnosmeérného predpéti. ANO

Elektrodu uréenou pro substraty s aktivné kontrolovanou teplotou a

mechanicky ovladanym uchycenim substratt k elektrodé. ANO
0 Moznost uchyceni kruhovych substratd do velikosti 6 palct. ANO
o Protikorozivni tésnéni mezi povrchem horni elektrody a waferem (popf.

nosi¢em). ANO

o Kontrola teploty bude umoZniovat jak aktivni ohfev, tak aktivni chlazeni
elektrody, a to v rozsahu pokojova teplota az 250 2C pti pouziti vyméniku s
uzavienym chladicim obéhem, ktery bude soucasti systému. ANO

0 Moznost manudlniho nastaveni vzdalenosti mezi elektrodou pro
substraty a dielektrickou plotnou RF zdroje pred leptacim procesem v

rozsahu 80 — 120 mm ANO
Vzduchem chlazeny vysokofrekvenéni generator pro elektrodu o vykonu

600 W s kmitoctem 13,56 MHz ANO
o Spinany napdjeci zdroj ANO

o0 Moznost vybéru kontroly pfedavaného napéti nebo kontroly predpéti v
prabéhu leptaciho procesu. ANO

o MozZnost méreni a vizualizace predavaného a odrazeného vykonu a
stejnosmérného predpéti ANO

Monolitickou hlinikovou reakéni komoru uzplsobenou pro moznost
pfipojeni systému pro sledovani vlastnosti plazmy a tzv. end point
detection (monitorovani a detekce tloustky leptaného materidlu v pribéhu

procesu leptani). ANO
Systém pro privod plyn( bude poskytovat moZnost vyuZiti alespon 10

kombinaci plyna. ANO
o Bude pripraven pro okamZitou instalaci téchto péti plyna: SF6, C4F8, 02,

CHF3, Ar ANO

o Bude vybaven jednotkami pro kontrolu pritoku shora uvedenych plyn,
filtrem castic a pneumatickym uzaviracim ventilem. ANO




o Pro rozvody plynd budou pouZity trubky z nerezové oceli, s vnéjsim
pridmérem 6 mm a budou pouZzity spojky s technologii VCR (tzv. Vacuum
Coupling Radiation).

ANO

o Rozvody pro korozivni plyny budou vybaveny bypassem s kovovym
tésnénim.

ANO

Minimalni vybaveni pro Boschtiv proces:

o termostat tepelného vyméniku pro chlazeni elektrody — rozsah
termostatovani minimalné od -30 °C do +80 °C s chladicim vykonem
alespon 500 W pfi 0 °C

ANO

o rychlé MFCs (ovladace pritoku plyn() pro stfidavé pripousténi plynl pro
leptaci a depozicni faze procesu

ANO

o ovladaci software umozni fizeni jednotlivych krokd Boschova procesu.

ANO

Systém podavace vzorku do reakéni komory (Load lock systém) s prizorem
pro pohledovou kontrolu vzorku

ANO

Soucasti stanice bude rozhrani pro jeji ovladani pocitacem, pfipadné pro
moznost vzdalené sitové kontroly stanice operatorem nebo servisu.

ANO

Vyvévy — vakuovy systém

Vodou chlazena turbomolekularni pumpa v antikoroznim provedeni o
vykonu rychlosti ¢erpani alespori 1360 L/s (N2) véetné chladiciho
termostatovaného vodniho okruhu

ANO

Rotacni pumpa o vykonu ¢erpani min. 40-60 m3/hod

ANO

Rotaéni pumpa pro Load lock systém s rychlosti ¢erpani alespon 14
m3/hod.

ANO

Rotacni pumpy budou vybaveny CFS filtrem a odlu¢ovadi oleje.

ANO

Vakuovy systém bude vybaven krokovym motorem fizenym Skrticim
ventilem s krokem 0,1 mbar pro méreni tlaku.

ANO

Vakuovy systém bude umozniovat udrZovat stabilni tlak v reakéni komote v
prabéhu leptacich procestd a minimalini tlak s vyuZitim vakuového systému

. . v -6
musi dosdhnout alespon 10 mbar.

ANO

Pocita¢ s monitorem, rychlym SSD diskem (pro OS) a HDD pro uchovani
dat, bezdratova kldvesnice a mys, procesor, pamét a kapacita pamétovych
diskl musi byt dostatec¢na pro ovladani kompletniho zafizeni, OS
kompatibilni s prostfedim UJEP.

ANO

Ovladaci software

Ovladaci software umozni pribézné online monitorovani systému stanice s
moznosti logovani dat.

ANO

Umozni zobrazovani a monitorovani zmén parametr(i v prabéhu
spusténych procesl, dale manudlni nebo automatickou kontrolu procest a
spousténi jednotlivych krokl procesu na zakladé dosazZeni pozadovanych
parametrd v jednotlivych krocich.

ANO

Bude obsahovat editor procesli s mozZnosti ukladani pfednastavenych
protokol(.

ANO

Bude poskytovat moznost heslem zabezpeceného pfistupu k systému jak
na Urovni uzivatele, tak na Urovni administratora systému.

ANO




Bude umoziiovat vzdalené (sitové) pripojeni, zejména pro vzdaleny pfistup

servisniho technika pfi spolupraci na feseni problémd. ANO
Soucasti bude program pro konfiguraci jednotlivych krokd Boschova

procesu. ANO
Jednotka pro kontrolu tloustky leptaného materialu

PIné integrovana jednotka (end-point méreni), ktera ve spolupraci s

ovladacim softwarem bude umozriovat kontrolu a méreni tloustky

leptaného materidlu (masky) a ukondit tak proces pfi kritické tloustce

masky, aby nedoslo k leptani substratu v oblastech masky. ANO
Jednotka bude umisténa na motorizovaném stolku, ktery umozni vybér
kontrolovaného mista na substratu. ANO
Soucasti jednotky bude CCD kamera, ktera poskytne vizualni kontrolu

povrchu substratu. Obraz se bude zobrazovat na monitoru fidiciho

pocitace. ANO
Prdmér méficiho bodu <100 pm ANO
Dalsi pozadavky

Kfemenny drzak pro uchyceni malych substrat( o velikosti mensich nez 6

palcl ANO




